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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板及其制作方法、显示装置，用以分散液晶分
子表面的直流残留，从而消除因直流残留引起的图像残像的现象。本发
明提供的阵列基板包括：基板、基板上的像素电极、像素电极上方与像
素电极相绝缘的公共电极，公共电极上的取向膜，还包括：与至少一个
像素电极电性相连的至少一个用于分散液晶分子表面残留电荷的分流电
极，所述分流电极位于所述取向膜不与液晶分子相接触的一侧。
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